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Anotacia vysledku: Vyroba obvodov v nanometrovej oblasti si vyZaduje velmi presnu regulaciu profilu
Struktdr v polymérnych rezistoch. Pre optimalizaciu a aplikaciu procesov priamej elektrénovej
litografie je potrebné experimentalne ziskat parametre procesu a tieto vyuzit pri simulaciach
vyslednych struktdr v elektrénovom reziste. Skimali sme charakteristiky negativneho elektrénového
rezistu HSQ XR-1541 a pozitivheho elektrénového rezistu AR-P 6200/2 pri energii elektrénov 20, 30 a
40 keV. Originalne vysledky predstavuju parametre expozicie pre tieto rezisty ziskané pre energiu
elektrénov 40 keV. Tieto vysledky boli dosiahnuté pri rieSeni projektu MAD SK a boli pouZité pri
priprave Struktur v projektoch APVV 0395-12, APVV 14-0613 a grante VEGA-1/1106/12.
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